
技術講演内容
半導体デバイスの微細化に伴い、ウェット洗浄はシリコンウェハから
異物を除去するだけに留まらず、次世代半導体の実現に⽋かせない技術
へと進化してきた。本講演では、皆さんに洗浄に興味を持って頂ける
よう、化学反応や物理モデルを使い基礎から最先端までを解説する。
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